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(54) Zpleo¥ vyroby elektrofotografického materidlu s vysokou citlivosti a 8 moZnosti
tuto citlivost regulovat '

1

Vynélez se tjké zplsobu vyroby elektrofografického materidlu na bazi anorganickych
fotovodivych pigmentd na papirové nebo hlinikem plétovené podloZce 8 mimo¥ddné vysokou
citlivosti ke svdtlu a 8 mo¥nosti tuto citlivost regulovat v $irokém rozsahu hodnot.

Je vdeobecnd znémo n¥kolik systémd vyuiivajfcich pro reprodukel fotovodivééti anor-
ganickych pigmentd, prevé¥nd pak fotovodivosti ZnO. 7 téchto systémi lze uvéé£ predevdinm .
elektrostatické, elektrolytické a dald{ z nich vychéze jici, na pFiklad masterové, Foto~-
elaktricgé vlastnosti t¥chto materidld jsou obvykle p¥izpisobeny avému’uréeni-slozehim'.

fotocitlivé vretvy a pou¥itou podloZkou. Rézhodujiciivliv mé rovnd% typ, pfipadn¥ kvalita = =

pouZivengch surovin a pomocnych prisad jako sensibilisétord a aktivétord (elektronovych .
donort a akceptord). PouXity Kkysli¥nik zine¥naty musi na priklad z morfologického hledis=
ka vykazovat jednotnou velikost &dstic s minimélnf tolerenci, nepiitomnost anisometriec-. .
kych &éstic a podobn¥. Z hlediska chemického je neXédouci obsah t¥Zkych kovd Jako Fb, Cu,

Fe a podobn¥. Ddle Jjsou na pouzity pigment kladeny vysoké poZadavky z hlediska fotovodi~-, . . .

vosti a specifického odporu za tmy. Rovnd% tak jeou kladeny znadné poZadavky na poutité
pojivové sloZky. Zde jsou obvykle pouiivény kopolymery, na pifklad alkylakryldtd s kyseiqu.
sloZkou, na pfiklad kyselinou maleinovou, akrylovou a podobn¥. Déle-Jsbu pro tento udel
vyuzivény alkydy modifikované rostlingmi oleji, glycerinftalové alkydy, polyestery, ... .
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kopolymery styrenu, polyvinylacetdty a jejich kopolymery s kyse;ou sloZkou, metylfenylsi-
loxany, kyselina abietovd ( jako samosfatné‘kysélé slo¥ka), polyiinylbutyral, derivéty
celulosy a podobné. Nezbytnéd byvé obvykle pritomnost kyselé sloZky (kyseliny) a to buﬁ

ve formé polymeru, kopolymeru, nebo jako monomer (kyseliny abietové4, kyselina ‘stearovd).
P¥{tomnost kyselé slo¥ky zajisfuje vlivem chemiaorpoe na krystaleeh Zn0 dokonalou stabi-
litu disperze pigmentu v nepoldrnim prostiedi a po usuSeni stabilitu a nezédvislost foto~:
elektrickych charakteristik ns zplsobu piipravy, nebot chemisorbovand vrstva monomornt, :
nebo polymerni kyselé sloZky vytvér{ odddlujfci mezi Jednotlivymi krystaly fotovodivého :
pigmentu. Tato vratva md vZdy konstantnf tloustku bez ohledu na daldi vné j8i podminky, na \
pf{klad suenf. Tato mezni vretva je velmi vyhodnd na p¥iklad z hlediska systému»statik,
nebot umo!nu:e dosaZeni vySiich povrchovych potonciélﬁ (400 a% 800 V) a nfzkého temnost-
nfho spédu (0,1 a% 2 %/8). V pripads elektrolytickych materidld a né&kterych materidld
elektrostatickyfch s nizkym nabfjeci{m potencidlem Je tato chemisorbovand vretva na!édouci
a obvykle se nepou¥fvé z hlediska nutnosti dosafen{ vy88Lich citlivosti ke sv&tlu.

Nevyhodou t&chto materidld, nepou¥fvajicfch chemisorbovanou vrstvu kyseliny jsou
Jejich nestandardnf a obvykle mélo kvalitnf fotoelektrické charakteristiky, zvldst$ pro
U¥ely elektrolytického procesu citlivosti ke sv&tlu. Tyto vlastnosti dosud brénily rogzvo-
Ji vyroby elektrolytickych materilt o vyvoji novych citlivd jifch materidld na bazi
neutrdlnich pojivovych sloZek,

Vyse uvedené nedostatky jsou odstrandny zpisobem podle vynélezu, JjehoZ podstata
spodivé v‘tom,:ée‘ee délka prvn{ féze sulent, pfi»které Je rychlost difuze rozpoustddla
vrestvou k povrchu vyééi e ¥ rychlost odpafovéni, voll v zévislosti na poZadované citlivos-v.
tl elsktrofotografického materidlu, prifemy uvedend citlivost Je piimo ﬂmérné cotg ﬁhlu,
ktery sviré kfivka zévislosti obsahu rozpouétédla v elektrofotografické disperzi na fase
suﬁeni v prvnf fézi, 8 osou dseZek.

Zpﬁsobem podle vynélezu Je moZno doséhnout Jodnak plné reprodukovatelné vyaladky ‘
pri vyrobs olektrolytickych‘materiélﬁ a déle potom zminou rychlosti suﬁeni_v»prvni fézi
sufeni doséhnout extrémni citlivosti, kterd dF¥{ve nebyla dosaZitelnd.

Na priloZeném vykresu je na obr. 1 graficky znézornsn pribéh sudenf{ tenkjch vrstev
elektrofotografickych materidli; na obrésku 2 zobrazena zédvislost specifického odporu
ziskené vretvy na ¥ase suSeni. Prvé féze suSeni probfhé v celém svém rozsahu linedrnd.
Rychlost difuze rozpoust¥dla vrstvou k povrchu. Je vyS831 ne% ryehlost odpaffovéni. Na
povrdhu sulené vratvy se udrifuje meznf vrastva par rozpoust¥del, Jejichf relativnf nasy~
cent Je blizké meximdln¥ mo¥nému nasycenf p#i dangch teplotnich a tlakovfch podminkéch.
V této fézi lze sudenou disperzi povaZovat za tekutou, tixotropni, nebo plasticky defor~
movatolnou. V druhé fézi sudenfi j1% nnataai rychlost difuze rozpoultédla vrstvou vytvé-
tet nasycenou mezni vrstvu par rozpoustidla a rychlost sudenf klesd. Sou¥asné v adsledku
anizudiciho 86 odperu stoupéd teplota vrstvy. V této rdzi 1lze susenou disperzi vo vrstvé
pova¥ovat za tuhou a nedefarmavatelnou.
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Zm&ny ve atrukture vratvy tedy probfhaji pfevéﬁné v prvni fézi suSeni. Kryataly
pevné féze fotovodivého pigmentu (50 obJ.%) se k sob& béhem této fhze postupnd pribli¥ujf,
piidem¥ polet vzédemnych kontaktd mezi jednotlivymi krystaly narﬁeté. Vzhledem k tomu,
¥e rychlo rardsté viekosita disperznfho prostfedf, je vysledny polet vzéjemnych‘kontaktn
velni s1in¥ zévisly na dobd, po kterou mi¥e toto priblijovéni (vznik kontaktd) probihat .
p¥i konstantni poédteéni viskosit® disperznfho prostfedi. Polet takto vaniklych kontaktd
Je pak mirou fotocitlivosti vrstvy, pridemf s vy3¥im podtem kontaktd vzrﬁaté citlivosti, .
co¥ odpovidé nizké rychloatt prvni f4ze sudenf, tedy malé. strmosti sulicf kiivky a naopak.
Podle obr. 1 pak vy§slednou citlivost vyJjadiuje cotg thlu pfimky prvni féze suleni: .

cotg a ~-Sb y - kde
as
da = zmina obsahu kapalné féze disperze (%)
db = odpovidajic{ Zasové zmira (8)
= dhel prfmkové 2dsti prvnf féze sulici kFivky.

P¥{klad provedggi

Jako prfklad jJe uvedeno sloieni a zplsob vyroby elektrolytického materidlu a moZné
zmdny a regulace citlivosti. Disperze o sloZenf: 200 g elektrofotografického kyslidnfku
zinednatého,
55 g styrenbutadienového kopolymeru,
50 ml acetonu,
150 ml toluenu,
5 ml 1%nfho roztoku sodné soll fluo-
resceinu v etanolu a
1 ml 1%ntho roztoku p-aminofenolu
v etanolu
se polévé na hlinikem plétovanou podloZku v celkové mokré tloustce 25 pm spirdlovou rakli,
nebo podobnym jinym nendSecim zafizenim. SuSeni se provede v impaktnf suSérn& tak, aby
prvé féze probihala po dobu\S s pri teplotd sudfctho vzduchu 18 af 22 %c a rychlosti
proudéni suifctho vzduchu z trysek 1,0 a¥ 1,4 m/s. V druhé fézi sudeni je teplota zvyfSena
na 120 aZ 130 °C a rychlost proudéni vzduchu na 20 a¥ 40 m/s. Timto zpisobem je moZno
doséhnout meximdln{ mo¥nou citlivost. PFi sni¥eni doby susenf v prvé fézi se citlivost
vysledného materidlu postupnd eniZuje, jak je orienta®n¥ uvedeno na obr. 2, kde je uveden
vysledny specificky odpor vratvy\rfl.cm po standardnim osvitu vratvy 200 1x.s.

Timtp zpisobem vyrobeny elektrolyticky materidl o vysoké a dobie regulovatelné cit-
1ivostl ke svétlu jJe vyuiivén k hotoveni reprodukcf a gviétdenin z mikrofilmd, mikrofidf
a podobnfch zéznamovych medif v riznfch odvétvich nérodniho hospodérstvi.
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PREDNMET vYINKLEZU

Zpldsodb vyroby elektrofotografickéno materidlu & vysokou citlivostf a s moZnostl
tuto citlivoqt regulovat, vyréb&ného na bdzi anorganického 1ebo organického fotovodivého
pigﬁantu, s vdhbdou na bézi kyslidnfku ginednatého, neneseného na hlinfkem plétované
podlo¥ce, vyznaleny tim, %e se Adélka prvni féze suien{, p*i které je rychlost difuze
rozpoultidla vrstvou vy35{ ne¥ rychlost odpatovédn{, voli v zdvislosti na po%adovené cit-
livosti olnktiorotogratického materidlu, pfifem¥ uvedend citlivoat-;o pfimo Umdrnd cotg
dhlu, ktery svird kiivka zdvislosti obsahu rozpoustédla v elekirolytické disperzi na
tase sulienf v prvn{ fézi, s osou uselek.

2 vykresy
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